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Cz 32724 U1

Oto¢ny drzak praskového vzorku a vakuova sestava vhodna pro umisténi do nizkotlakého
plasmového reaktoru

Oblast techniky

Uvedené technické feseni se tyka otocného drzaku vzorki pro plasmovou modifikaci praskovych
vzorkll aimplementace tohoto drzaku do vakuové sestavy, kterd je vhodnd pro pouziti
Vv nizkotlakém reaktoru.Technické feseni rozsifuje moznosti technologie funkcionalizace povrchu
praskovych vzorkd v oblasti materidlového inzenyrstvi, kompozitnich materialti, nanomaterialti
a biotechnologii regenerativni mediciny, tkanového inzenyrstvi, farmakologie, bio-senzoriky,
ochrany zivotniho prostfedi, energetice z obnovitelnych zdroji (tenkovrstvé soldrni ¢lanky),
apod.

Dosavadni stav techniky

Modifikované povrchy praskovych vzorkdl jsou vsoucasné dobé predmétem intenzivniho
vyzkumu v oblasti materidlového inzenyrstvi pro aplikace v zafizenich na preménu energie
(senzorech, solarnich panelech, elektroluminiscencénich diodach) a v nanotechnologiich pro
biomedicinské inZenyrstvi pfi vyvoji novych typd diagnostiky a 1é¢by nadorovych onemocnéni.
Jedna se o specifickou chemickou terminaci povrchti praSkovych vzorkd funkénimi skupinami
pro selektivni rozpoznani okolnich molekul, stimulované usmérnéni biologickych procest,
katalyzu chemickych reakci a fizeni prubéhu (elektro-) chemickych procesi. Dalsimi dilezitymi
aspekty modifikace povrchu je ¢isténi povrchu, ladéni smacivosti povrchu a popi. optimalizace
morfologie povrchu leptanim s cilem zvysit kontaktni plochu povrchu. Jednim ze zptsobu
modifikace povrchli je plsobenim plasmového vyboje ziskaného rozkladem plynnych ¢i
kapalnych slozek prekurzorti v nizkotlakém reaktoru, pfi¢emz homogenizace praskovych vzorki
hraje kli¢ovou roli. Homogenni modifikace povrchu praskovych vzorkd vyzaduje otdceni prasku
b&hem plasmové modifikace.

Dokument Hydrogenation of nanodiamonds using MPCVD: A new route toward organic
functionalization; H. A. Girard, J. C. Arnault, S. Perruch, S. Saada, T. Gacoin, J.-P. Boilot, P.
Bergonzo, Diamond &  Related Materials 19  (2010) 1117-1123, DOL:
/10.1016/j.diamond.2010.03.019 obsahuje popis a schematicky obrazek systému pouZzitého na
plasmovou hydrogenaci diamantového prasku v mikrovinném vyboji pomoci kiemenné trubice,
pfiCemz do této kiemenné trubice byla umisténa duty kfemenna kazeta (quartz cartridge)
obsahujici praskovy vzorek. Tento systém byl zaveden do mikrovinné vinovodné dutiny (obr. 1
vyse zminéného dokumentu). V uzaviené kfemenné trubici byla vytvofena mikrovinnd plazma
vodiku s vykonem mikrovinného zateni 300 W a tlaku az 1000 Pa. Rotace kifemenné trubice byla
rovnéz pouzita pro sméSovani a homogenizaci praskového vzorku ve vodikové plazmé.
Odbornikovi v oboru je zfejmé, ze vySe uvedeny systém neni vhodny pro modifikaci vétSiho
mnozstvi praskového vzorku. Rovnéz ma vyse uvedeny systém fadu nevyhod spojenou zejména
S jednoduchym pfistupem ke vzorku znizkotlakého depozi¢niho systému; pritokem plynt
a michanim praskového vzorku.

Podstata technického feSeni

Predkladané technické feSeni do jisté miry fesi vySe uvedené technické problémy.

V jistém provedeni pfedstavuje technické feSeni otocny drzak praskového vzorku, kde podstata
feSeni spociva v tom, ze drzék je ve tvaru duté naddoby uzplisobené k uchovavani praskového
vzorku, ktery je vystaveny nizkoteplotnimu plazmatu, pficemz duta nadoba je vybavena na svém
vnitinim povrchu alesponi jednou lamelou.
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Predkladané technické feSeni piedstavuje vyhodu pii michani praskovych vzorkl, zejména
Vv ptipadé kyvavého pohybu oto¢ného drzaku v nizkotlakém reaktoru béhem plasmového procesu.
Lepsi michani prasku zajistuje pravé alespoi jedna lamela umisténa na vnitini sténé nadoby. Ve
vyhodnych provedenich mtize byt lamel vice. Uvedené technické feSeni vede k zlepSeni
homogenity povrchové modifikovanych praskovych vzorki a nasledné k vyznamnému zlepSeni
chemickych vlastnosti, regulovatelné smacivosti, kontrolované elektrické vodivosti, zvySeni
biokompatibility a optimalizaci morfologie povrchu.

V dalsich vyhodnych provedenich predstavuje technické teSeni drzak, kde je dutda nadoba
vyrobena z teplotné a chemicky stabilniho materialu, vyhodné z kiemenného skla.

Vyse uvedené vyhodné provedeni predstavuje vyhodu v ptipadé dodatecného ohievu praskového
vzorku pomoci alespoii jedné halogenové lampy. Vysoka teplota tani materialu nadoby se vyuzije
tehdy, kdyz je potieba dodat praskovému vzorku vysokou provozni teplotu. V ptipadé
kifemenného skla se dale vyuzije odolnost vii¢i vysokym teplotdm a vlivu agresivnich chemikalii.

V dalsich vyhodnych provedenich piedstavuje technické feSeni drzak, ktery obsahuje
odnimatelné perforované viko omezujici unik prasku z drzdku a zaroven umoziujici vyménu
plynu béhem plasmového vyboje.

V dalsich vyhodnych provedenich pfedstavuje technické feseni drzak, kde dutd nadoba je ve
tvaru ¢asti valce, mnohosténu nebo kvadru.

V dal$im provedeni piedstavuje technické feSeni implementaci vySe definovaného drzaku do
vakuoveé sestavy, pficemz vakuova sestava je urcend pro plasmovou upravu praskového vzorku,
zejména vhodna pro umisténi do nizkotlakého plazmového reaktoru. Sestava obsahuje:

- vakuovou komoru majici vysuvnou sténu; a

- otocny drzék podle kteréhokoliv z ptedchazejicich feSeni, ktery je pfipojen k vysuvné stén¢
vakuové komory pomoci rotacni vakuové prichodky.

Reseni vakuové sestavy predstavuje vyhodu v mechanickém uchyceni otoéného drziku do
vysouvacich dvifek nizkotlakého reaktoru pifi zachovani vakuové tésnosti a vyse uvedenych
vyhod spojenych s otocnym drzdkem. Mimo jiné, pfedkladané feSeni predstavuje snadnéjsi
vyménu praskového vzorku v porovnani s feSenim podle vySe popsaného stavu techniky.

Vyhodné provedeni vakuové sestavy predstavuje vakuova sestava, kde rotacni vakuova
priachodka je uzptuisobena kyvavému pohybu.

Oto¢ny drzék 1ze ru¢n€ nebo mechanicky ovladat kyvavym pohybem tak, aby bylo mozné docilit
homogenni plasmové modifikace praSkovych vzorku.

Technické feSeni bude dale objasnéno pomoci vykresi a piikladi provedeni, viz obr. 1 az 4, které
nesmi byt interpretovany jako omezeni narokovaného rozsahu.

Objasnéni vykresu

Obr. 1 predstavuje schématické znazornéni drzaku praskovych vzorki podle prvniho provedeni.

Obr. 2 predstavuje schématické znazornéni drzaku praskovych vzorkd podle druhého provedeni,
kde drzak dale obsahuje perforované viko.
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Obr. 3 predstavuje profily riznych provedeni tvarti duté nadoby.

Obr. 4 predstavuje schématické znazornéni vakuové sestavy.

Priklady uskuteénéni technického fe$eni

Priklad uskute¢néni oto¢ného drzaku 1 je zobrazeny na obr. 1. Otoény drzak 1 je ve tvaru duté
nadoby 2, napft. ve tvaru kolébky. Tvar duté nadoby 2 neni podstatny technicky znak. V jistych
provedenich miize byt nadoba 2 ve tvaru poloviny valce nebo poloviny kvadru nebo jakéhokoliv
mnohosténu, tak jak je naznaceno na obr. 3. Vnitini sténa 2” této duté nadoby 2 je uzpusoben tak,
ze je mozné do ni nasypat praSkovy vzorek. Nasledn€ je mozné cely otocny drzék 1 umistit do
nizkoteplotniho a/nebo nizkotlakého plazmového reaktoru. Prasek, ktery je umistén v nadob¢ 2,
je tak vystaveny nizkoteplotnimu plazmatu. Duta nadoba 2 je dale vybavena na svém vnitinim
povrchu 2° ¢étyfmi lamelami 3, které napomahaji k dobrému miseni praskového vzorku pti
kolébavém pohybu.

V dal$im piikladu uskute¢néni je vyse definovany drzak 1 vyroben z materialu, ktery je schopen
odolat vysokym teplotdm. Ve vyhodném provedeni je takovyto drzdk 1 umistén do vakuové
komory 11 tak, Ze je prasek, ktery je umistén ve vnittku duté nadoby 2, ozafovan halogenovymi
lampami 14. Dodateény ohiev spoleéné s michanim pfispiva k homogenni plasmové modifikaci
praskového vzorku.

Podle dalsiho piikladu uskutecnéni obsahuje oto¢ny drzak 1 dale perforované viko 4.
Perforované viko 4 doléhd na oto¢ny drzak 1 a zamezuje tak uniku prasku z drzaku 1. Otvory ve
viku 4 vSak zaroven umoziuji vyménu plynu béhem plasmového vyboje, coz napomaha
k homogenni plazmové modifikaci.

V dalsim ptikladu uskutecnéni je prasek umistény v drzaku 1 a umistén do vakuové komory 11
za ucelem homogenizace plasmové modifikace povrchu praskovych vzorkd. Tato vakuova
sestava 10 je vhodna zejména pro nizkotlaké plazmové reaktory. Vakuova komora 11 dale
obsahuje vysuvnou sténu 12, na které je s pomoci rota¢ni vakuové prichodky 13 ptipojen otocny
drzak 1.

V dalsim prikladu uskutec¢néni je otocny drzak 1 uzplsoben kyvavému pohybu. Kyvavy pohyb
muze byt zajistény i napf. ruénim ovladanim prostfednictvim mechanického ovladaciho systému
15.

V konkrétnim piikladu uskute¢néni se vakuova sestava 10 pouZije v reaktoru, ktery pracuje
Vv oblasti tlakti 10 az 100 Pa a vykonu vyboje do 300 W. Ptivodni aparatura, tj. bez drzaku 1, byla
navrzena pouze pro plasmovou tpravu povrchu nehybnych vzorkd jako napf. podlozek a tenkych
vrstev, coz podstatnym zptsobem omezovalo jeji vyuziti pro plasmovou modifikaci praskovych
vzorkll. Otoény drzak 1 praskovych vzorkli umistény na vysuvnou sténu 12 nizkotlakého
reaktoru umozni michani prasku béhem plasmové modifikace. Uvedeny vysledek demonstruje
vhodnost homogenni plasmové modifikace praskovych vzorkd.

Prumyslova vyuzitelnost

Piedkladané technické feSeni nachézi uplatnéni zejména v homogenni plasmové modifikaci
praskovych vzorkt v nizkotlakém reaktoru.
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NAROKY NA OCHRANU

1. Otoc¢ny drzék (1) praskového vzorku, vyznacujici se tim, ze drzak (1) je ve tvaru duté
nadoby (2) uzpusobené k uchovavani praskového vzorku, ktery je vystaveny nizkoteplotnimu
plazmatu, pfi¢emz duta nadoba (2) je vybavena na svém vnitinim povrchu (2°) alespoii jednou
lamelou (3).

2. Drzak (1) podle naroku 1, vyznacujici se tim, Ze je duta nadoba (2) vyrobena z teplotné
a chemicky stabilniho materialu, vyhodné z kiemenného skla.

3. Drzék (1) podle kteréhokoliv z ptedchazejicich naroki, vyznacujici se tim, ze obsahuje
odnimatelné perforované viko (4) omezujici uniku prasku z drzaku (1) a zaroven umoziujici
vyménu plynu béhem plasmového vyboje.

4. Drzak (1) podle kteréhokoliv z piedchazejicich narokd, vyznacujici se tim, ze duta nadoba
(2) je ve tvaru ¢asti valce, mnohosténu nebo kvadru.

5. Vakuova sestava (10) uréena pro plasmovou upravu praskového vzorku, zejména vhodna
pro umisténi do nizkotlakého plazmového reaktoru (20), vyznacujici se tim, ze obsahuje:

- vakuovou komoru (11) majici vysuvnou sténu (12);

- oto¢ny drzak (1) podle kteréhokoliv z pifedchazejicich narokd, ktery je pfipojen k vysuvné
sténé (12) vakuové komory (11) pomoci rotaéni vakuové priuchodky (13).

6. Vakuova sestava (10) podle naroku 5, vyznaéujici se tim, Ze rotaéni vakuova prichodka
(13) je uzptsobena kyvavému pohybu.

7. Vakuova sestava (10) podle naroku 6, vyznacujici se tim, Ze rota¢ni vakuova prichodka (13)
je uzptisobena ruc¢nimu ovladani.

3 vykresy
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Obr. 4
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